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国家科技安全的风险评估、
预警方法及其实证
———以集成电路制造业为例
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摘要：构建了基于ＰＳＲ概念模型的科技安全评估预警模型，从压力、状态、响应三个维度对２０１１—２０２２年我国集成
电路制造业的科技安全状况进行预警评估。结果发现：集成电路制造业易受冲击的根源在于我国历史上长期对该

产业科技安全风险感知不足，在对外技术依赖的同时缺乏风险意识，有效的风险预警方法更为缺乏。从整体上看，

自２０１１年以来我国集成电路制造业科技安全状况在观察年内逐步改善，但综合指数仍处于危险的预警区间；从各
维度看，压力层、状态层指数呈现波动上升，响应层指数平均高于前两者，反映出我国科技安全响应状态正在较为有

效化解当前的风险。
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引言

科技安全是国家安全的根基，是驱动科技创新进步

的“压舱石”。２０１９年，习近平总书记在防范化解重大
风险专题研讨班开班式上发表重要讲话，强调科技领域

安全是国家安全的重要组成部分，要加强重大创新领域

战略研判和前瞻部署，加快科技安全预警监测体系的建

设［１］。科技安全是国家安全的构成部分之一，涵盖科技

设备安全、科技成果安全、科技产业安全等诸多方面［２］。

近年来，以美国为首的西方国家对我国高科技产业采取

一系列制裁措施，对我国科技安全产生了较为严重的威

胁，也对我国防范科技安全风险提出了新的要求。例

如，美国企图维护自身的霸权地位，防止尖端科技和前

沿领域被超越，对我国多个产业所需的芯片长期断

供［３］，这种技术封锁和管制影响到我国多个产业的发
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展［４，５］，在给我国带来严峻的挑战的同时，也暴露出科技

安全风险预警机制缺乏带来的严重后果，对科技竞争态

势缺乏精准判断，导致对隐藏的风险重视程度不足，在

大国博弈中容易暂时陷于被动，这也是西方国家能够通

过技术管制手段在短期内制约我国的根源之一。因此，

加强并完善科技安全预警机制，对战略性新兴产业前沿

技术进行监测，识别可能存在的科技安全风险，对维护

国家科技安全具有重要意义。

集成电路制造是基础性、战略性与先导性产业，在

国际科技竞争中占有重要地位。因此，本文以集成电路

产业为例，理清科技安全预警方法和治理机制的基本逻

辑，构建科技安全预警模型和评估指标体系，测度我国

集成电路制造业的科技安全指数并划分预警等级，为维

护国家科技安全提供参考。

１　文献综述
国家科技安全的研究源于对科学技术与国家安全

之间关系的探讨［６］。早期研究主要集中在国家科技安

全概念界定和影响因素分析等领域。第一，在国家科技

安全的概念界定上，经历了从国家科技安全状态论［７］到

能力论［２］的演进；第二，在国家科技安全影响因素分析

上，科技环境［８］、科技体制［９］、科技活动［１０］、科技政策法

规［１１］等影响因素逐渐被识别。随着科技在国家安全和

国际竞争中扮演着越来越重要的角色，利用前沿科技进行

管制和封锁成为西方国家打击我国科技发展的遏制手段，

因此有研究开始关注如何在科技安全风险产生前及时发

现并预警，做出响应措施实现科技安全风险的规避，从风

险事前角度保障国家科技安全。首先，科技安全预警依赖

科技安全领域的情报收集和输入。胡雅萍［１２］认为情报预

测需要实现全源监测、深度挖掘和流程完善；张家年［１３］提

出建设国家科技安全情报支持系统并加强情报能力建设；

李辉［１４］提出面向科技安全的科技情报监测与分析系统框

架。其次，科技安全预警需要对风险进行评估并监测。蔡

劲松［１５］提出了要素性、自反性、自主性、保障性风险四类

关键指标构成的科技安全风险评估框架和包含警情评估、

警情报告、管理决策、应急预案在内的预警系统。Ｂｒｅｉｔｚ
ｍａｎ［１６］通过建立新兴集群模型提出了利用先进的专利引
进技术对未来潜在的新兴技术进行定位检测。最后，科技

安全预警的保障是预警机制的建立。李林［１７］从组织机

制、运行机制以及政策法规３方面提出了建立科技安全预
警机制的建议；面对科技竞争国的挑战，美国国务院外交

安全局的Ｏｅｄｅｗａｌｄｔ［１８］提出要在科技情报领域系统性地
加强美国各行政机构的预警布局；郭秋怡［１９］认为科技安

全预警机制需要完善常态化的预警体系、建立科技安全评

估专业队伍、加强国际合作等。

已有文献可见，目前关于国家科技安全和科技安全

预警的研究围绕国家科技安全的概念、影响因素、科技

安全预警的实现做了大量基础性工作。但仍有许多问

题需继续深化研究，集中表现在：第一，科技安全预警集

中在理念形成阶段，相对比较宏观。事实上科技安全预

警与具体产业和关键技术密切相关，现有研究未与具体

产业和关键技术衔接。第二，尚未建立可操作性的科技

安全的风险监测指标。现有研究多集中在观念的探讨，

虽有学者围绕国家科技安全的构成要素设计了科技安

全预警评估框架，但尚未建立可操作性的量化评价指标

体系，尤其缺乏运用实证方法测度科技安全水平的研

究。第三，科技安全预警机制的运行逻辑尚待理清。因

此，本文可能的边际贡献在于，第一，基于 ＰＳＲ理论模
型，构建了科技安全预警评价指标体系，对集成电路制

造业科技安全状况的演变进行了较长周期的实证评估，

丰富了国家科技安全预警的理论和方法。第二，突破科

技安全概念辨析和理念传播的阶段，建立了可操作性的

科技安全评价指标体系，对科技安全预警指数进行了测

度。第三，在一定程度理清了科技安全预警机制的运行

逻辑，增加了对科技安全的理论认识。提出的建议可为

科技发展战略调整，科技安全风险防范政策制定提供依

据，从根源上维护国家科技安全。

２　ＰＳＲ模型对科技安全预警的适用性
２１　ＰＳＲ模型概念框架概述

ＰＳＲ（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ－Ｓｔａｔｅ－Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）“压力 －状态 －响
应”模型最早在 １９７９年由加拿大统计学家 Ｄａｖｉｄ
ＪＲａｐｐｏｒｔ和 ＴｏｎｙＦｒｉｅｎｄ提出，用于分析人口发展对资
源环境变化的影响与作用。随后，经济合作与发展组织

（ＯＥＣＤ）在原有基础上建立了可持续发展的指标体
系［２０］。ＰＳＲ模型是一个动态的模型结构，能够综合考虑
社会、经济、环境等因素对科技安全形成的影响，将 ＰＳＲ
模型运用在科技安全评估指标体系上，能够使得指标体

系内的因果逻辑关联更加紧密。ＰＳＲ模型包含“压力
（Ｐｒｅｓｓｕｒｅ）”“状态（Ｓｔａｔｅ）”及“响应（Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）”三个维
度，其以因果关系为根本逻辑回答了“发生了什么、为什

么发生以及未来如何补救和应对”三个问题，它可以反

映“状态”发生的原因，同时也是“响应”的结果。在科

技安全领域，科技安全预警可以理解为当科技安全偏离

预期目标使得科技发展态势与预期发展目标产生分歧

时，及时做出正向反馈以防范和规避科技安全风险，基

本符合科技安全预警的一般逻辑。

２２　ＰＳＲ模型对科技安全预警的适用性分析
由于ＰＳＲ模型涵盖范围大，能够较为全面地反映出

多种因素变化导致事物变化过程的因果，因此应用范围

广。目前，美国环保局、世界银行、瑞典环境部等多个高

级组织和机构都以 ＰＳＲ模型框架为原型构建适用于自
身的评价指标体系。这说明 ＰＳＲ模型不仅是适用于自
然资源利用、生态环境保护等领域的评价研究，也可以

进一步应用于其他领域。基于ＰＳＲ模型，本文对科技安
全预警逻辑做出了如下分析，由于受国内外技术环境等

因素影响，如激烈的国际科技竞争、较高的对外技术依

存度等都给我国科技安全发展造成一种“压力（Ｐｒｅｓ
ｓｕｒｅ）”，而这种压力会对我国科技安全发展产生负效应，
从而影响我国科技安全发展的状态“状态（Ｓｔａｔｅ）”，但政
府和相关社会组织可以通过“响应（Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）”，实施有
效的科技政策、开展自主创新等措施改变当前状态，对

科技安全产生正效应，维护我国科技安全的稳定发展局

面，从而提升科技安全的“状态”（图１）。
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３　研究设计
３１　指标选取与说明
３１１　指标选取

在评价指标选取中，本文通过广泛查阅资料并咨询

专家意见，基于科技安全风险的形成与解决逻辑，遵循

研究的科学性、系统性、针对性和可操作性等原则，根据

ＰＳＲ模型思路构建了一个包含１个目标层（国家科技安

全预警指标体系），３个准则层（压力层指标、状态层指
标、响应层指标），１１个要素层（创新压力、技术环境压
力、经济压力等），１９项具体指标（人均发明专利、技术
引进率、核心技术占比等）的评价指标体系（表１）。

根据我国科技安全和产业发展的特点，本文认为科

技安全压力主要来自技术创新的压力、技术环境的压

力、外界的技术竞争压力以及与研发投入强度相关的经

济压力，因此压力层指标的设计主要有创新压力、技术

环境压力、经济压力以及竞争压力；状态维度主要考虑

技术状态与经济状态；响应维度主要考虑社会、科技界、

学术界的响应，因此响应层指标设计主要有人力响应、

资本响应、政策响应与学术响应。本文指标体系共设计

１９项具体指标，其中７项指标来源于文献参考，其余１２
项指标满足代表性、操作性与可测性强的原则，选取了

领域内通用性指标（如技术引进率、核心技术占比、研发

投入强度、技术产出量、研发机构数、生产利润额、新产

品出口额、有效专利增长率、核心技术增长率、Ｒ＆Ｄ人员
增长率、研发机构增长率、研发投入项目经费增长率）。

表１　科技安全预警评价指标体系
目标层 准则层 要素层 指标层 具体指标说明 指标方向

科
技
安
全
预
警
评
价

压力层（Ｐ）

创新压力

人均专利发明Ｐ１ 指发明专利总量与专利发明人总数的比值［２１］ ＋

技术引进率Ｐ２ 指技术引进经费支出与购买国内技术经费支出的比值 －

核心技术占比Ｐ３ 指核心技术（ＤＰＩ星级３星以上）占专利总数的比值 ＋

技术环境压力

技术依存度Ｐ４ 指当年的总专利数量与标杆国家的比值［２２］ －

技术质量Ｐ５［２３］
１专利平均维持时间
２专利平均被引证数
３专利族大小：所有专利的专利族总量

＋

经济压力 研发投入强度Ｐ６ 指全社会的研发经费的投入与技术总领域研发经费的投入比值 ＋

竞争压力 技术宽度Ｐ７
指在特定技术领域的专利涉及的ＩＰＣ分类号数量与该技术领域
专利涉及的ＩＰＣ数量的比值［２４］

＋

状态层（Ｓ）

技术状态

技术产出量Ｓ１ 指当年的技术产出总量（集成电路块数） ＋

技术稳健性Ｓ２ 指各年份间的专利数量差值，差值越小表明技术成长越稳定［２５］ ＋

研发机构数Ｓ３ 指当年的研发机构数量 ＋

经济状态
生产利润额Ｓ４ 指当年生产经营利润额 ＋

新产品出口额Ｓ５ 指当年新产品出口数额 ＋

响应层（Ｒ）

技术响应

有效专利增长率Ｒ１
指当年有效专利数量与上年有效专利数量的差值和上年有效专

利数量的比值
＋

核心技术增长率Ｒ２
指当年核心技术数量与上年核心技术数量的差值和上年核心技

术数量的比值
＋

人力响应

Ｒ＆Ｄ人员增长率Ｒ３
指当年的Ｒ＆Ｄ人员全时当量与上年Ｒ＆Ｄ人员全时当量的差值
和上年Ｒ＆Ｄ人员全时当量的比值

＋

研发机构增长率Ｒ４
指当年的研发机构数量与上年研发机构数量的差值和上年研发

机构数量的比值
＋

资本响应
研发投入项目经费

增长率Ｒ５
指研发投入项目经费与上年研发投入项目经费的差值和上年研

发投入项目经费的比值
＋

政策响应 相关政策强度Ｒ６ 指当年相关政策经过量化评估赋值后的值［２６］ ＋

学术响应 学术论文增长率Ｒ７
指当年国内涉及领域的学术研究论文发文数量与上年发文数量

的差值和上年的比值［２７］
＋

３１２　指标层说明
考虑到科技活动面临的外在环境、内部的自身状态

和内外互动的应对策略，目标层为科技安全预警，准则

层包含压力层、状态层、响应层４个子系统，其中压力层

主要反映一国或地区的技术、经济差距造成的威胁或存

在的压力；状态层表现为技术在当前压力状态下所处的

水平等级，反映技术安全现状；响应层主要反映对提高

技术安全所做的努力，即政府或产业对改善技术安全的
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支持政策和响应措施。要素层包含创新压力、技术环境

压力、经济压力等 １１个要素；指标层包含人均专利发
明、技术引进率、技术核心占比等１９个指标，形成表１
的科技安全预警评价指标体系。

（１）压力层：科技安全预警评价压力层指标主要是
指科技发展过程中技术创新、技术环境对科技安全带来

阻力的指标。压力准则层中包括创新压力、技术环境压

力、经济压力和竞争压力等４个要素层，其中选取了人
均专利发明、技术引进率、核心技术占比等、技术依存

度、技术质量、研发投入强度、技术宽度等 ８项具体指
标。创新压力要素层中包含人均专利发明、技术引进

率、核心技术占比３项指标。“人均专利发明”在科技安
全体系中是正向指标，能够反映技术人员技术创造发明

水平［２４］，人均专利发明指标越大，说明技术创新能力越

强；“技术引进率”从侧面反映科技安全体系中自主创新

能力的高低，该指标为负向指标，指标越大越不利于技

术安全发展；“核心技术占比”反映了技术的先进性，该

指标数量越大，越有利于技术产品的转化升级，促进科

技安全体系的良性发展；技术环境压力要素层中包含技

术依存度、技术质量２项指标。“技术依存度”间接体现
了对外技术依赖度越高，自身技术与他国技术的差

距［２８］，本文用我国的专利数量和标杆国家美国的专利数

量的比值具体表示。“技术质量”的高低能够在真正意

义上保证技术的市场价值和技术安全，推动企业技术能

力的进步［２９］。考虑到技术质量的复杂性，专利质量比较

适合用综合指标进行测度，本文使用专利平均维持时

间、专利平均被引证数、专利族大小３个方面综合衡量
技术质量的高低［２５］。经济压力要素层使用“研发投入

强度”表示，研发投入对于技术创新具有正向激励作

用［３０］。竞争压力要素层使用技术宽度表示，表示专利涉

及的技术领域的多少，从而反映科技竞争压力［２４］。

（２）状态层：科技安全预警评价状态层指标表征的
是科技安全发展过程中压力系统作用下的发展状况。

状态准则层中包括技术状态和经济状态 ２个要素层。
其中选取技术产出量、技术稳健性、研发机构数、生产利

润额、新产品出口额等５个具体指标。技术状态要素层
中包括技术产出量、技术稳健性和研发机构数。“技术

产出量”能够体现技术具体产量，反映技术当下产量状

态。“技术稳健性”从间接表征技术领域成长在时间维

度上的稳定性。技术领域年份之间发明专利数量之间

的偏差。若越小，说明技术成长越稳定；反之，越不稳

定；“研发机构数”能够体现当前政府和社会组织对技术

研发的重视程度，研发机构数量的增多为产业技术提供

技术发展和技术落地的基础保障；“生产利润额”作为经

济状态指标能够反映相关技术企业的盈利状态，本文用

生产经营利润的增长率表示生产经济的状态。“新产品

出口额”表征技术发展态势和外贸经济状态，该指标数

量越大，越有利于技术的发展。

（３）响应层：科技安全预警评价响应层指标是政府
部门和社会组织等为缓解压力和优化状态做出的正向

反应措施。响应状态要素层中包括技术响应、人力响

应、资本响应、政策响应、学术响应等５个要素层。技术
响应要素层中包含有效专利增长率和核心专利增长率，

二者能够均为正向指标，从专利角度体现技术创新响应

程度。人力响应要素层中包含 Ｒ＆Ｄ人员增长率和研发
机构增长率，研发机构作为科技人才培养和科研活动的

主要载体，为科技产业安全提供人才支撑。“研发投入

项目增长率”反映资本响应，表示经济投入增长响应。

“相关政策强度”反映政策响应程度。参考霍帆帆等［２６］

对政策力度量化评估的做法，根据政策颁布主题对政策

进行赋值量化，国家级政策赋值３分，省级政策赋值２
分，地市级政策赋值１分，最后的得出政策总分值。“学
术论文增长量”能够反映学术界对该技术领域关注响应

程度。学术界对于技术安全的响应能够帮助产业技术

进一步实现技术成果转化。

３２　数据来源
以２０１１—２０２２年为研究时段，其中集成电路制造

业的专利数据来自大为专利 ｉｎｎｏｊｏｙ数据库、《中国统计
年鉴》和《中国高技术产业统计年鉴》，相关政策强度测

算数据来自知领·政策库，学术论文数据通过中国知网

和ＷｅｂｏｆＳｃｉｅｎｃｅ整理得到。
３３　基于熵值法的指标权重确定

熵值法是一种基于各评价指标之间差异程度来确

定权重系数的客观赋值方法，在这一过程中避免了人为

因素的主观干扰，能够较为客观地反映各评价指标在综

合评价指标体系中的重要性［３１］。在熵值法中，如果指标

的信息熵越小，该指标提供的信息量就越大，在综合评

价中所起的作用越大，权重就应该更高，反之亦然。由

于科技安全预警评价指标体系存在着类型多样、相互影

响的评价指标，各指标具有不同的量纲，无法统一衡量，

为了排除这些差异带来的影响，首先需要对各个指标进

行无量纲化的处理。

对于越大越好的正向指标：

Ｙｔｉｊ＝
Ｘｔｉｊ－Ｘｊｍｉｎ
Ｘｊｍａｘ－Ｘｊｍｉｎ

（１）

对于越小越好的负向指标：

Ｙｔｉｊ＝
Ｘｊｍａｘ－Ｘ

ｔ
ｊｍｉｎ

Ｘｊｍｉｎ－Ｘｊｍｉｎ
（２）

式（１）（２）中，Ｘｔｉｊ（ｉ＝１，２，…，ｍ；ｊ＝１，２，…，ｎ；ｔ＝１，
２，…，Ｔ）。表示第ｔ年第ｉ个要素的第ｊ项指标值；Ｙｔｉｊ表
示数据标准化后的指标值；Ｘｊｍｉｎ为所有指标中 ｊ指标的
最小值；Ｘｊｍａｘ为所有指标中ｊ指标的最大值。

其次，计算熵值并确定权重系数。

（１）计算熵值。
计算第ｊ项指标的熵值公式为：

ｅｊ＝－
１
ｌｎｇｍ

ｎ

ｉ＝１
ＰｉｊｌｎＰｉｊ

Ｐｉｊ＝
Ｙｔｉｊ

ｍ

ｉ＝１
Ｙｔｉｊ

Ｐｉｊ为第ｉ个指标值在第ｊ项评价要素下所占比重。
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（２）确定权重系数。公式为：

Ｗｊ＝
（１－ｅｊ）


ｎ

ｊ＝１
（１－ｅｊ）

式中Ｗｊ为第 ｊ项指标权重，０≤Ｗｊ≤１，
ｎ

ｊ＝１
Ｗｊ＝１；

（１－ｅｊ）被称为差异性系数，常记为 ｇｊ，ｇｊ值越大表示指
标越重要。

最后，计算预警值。

用第ｊ项指标权重与标准化矩阵中第ｉ个时间的第
ｊ项评价指标标准值Ｙｔｉｊ的乘积作为Ｙ

ｔ
ｉｊ的评价值Ｆｉｊ，即：

Ｆｉｊ＝Ｗｊ×Ｙ
ｔ
ｉｊ，则第ｉ个时间的评价值为：Ｆｉ＝

ｍ

ｉ＝１
Ｆｉｊ

３４　科技安全预警机制的逻辑分析
在产业领域，科技安全预警机制是指通过收集与分

析本产业相关技术领域的专利信息和国内外市场信息，

分析安全态势，将可能发生的科技安全风险及产生的危

害、建议采取的对策措施及时告知相关政府部门、行业

组织及业内企业，以及时采取应对措施的机制［３２］。本文

基于已有研究，结合前述中科技安全预警评价的过程与

结果，建立基于ＰＳＲ模型的科技安全预警机制。
一般地，在预警逻辑中首先要监测科技安全风险，

通过对明确的研究对象进行相关数据的搜集，计算得出

预警值。其次，在预警值基础上可对预警结果进行判断

归类，输出警情预警程度。最后，结合以上的风险判断

流程，发出对应的预警信号，相关部门可对预警结果做

出综合研判，从而建立防范机制、制定解决政策，于事前

识别安全风险，防止科技安全态势恶化，具体预警机制

逻辑可见图２。

图
!

基于
"#$

模型的科技安全预警机制逻辑图

制定应急预案建立防范机制专家研判

采取措施

风险化解

红色预警橙色预警黄色预警蓝色预警绿色预警

识别警情

指标体系
实时监测

专利数据库识别
预警手段

预警部门

科技安全风险预警

定量诊断

表２　科技安全预警判断标准
危机等级 危机程度 综合预警值 警度意义 警度信号灯

Ⅰ 很安全　 ０８≤Ｆｉｊ≤１ 技术面临危机程度很小，对国家科技安全几乎无影响。 绿色预警

Ⅱ 基本安全 ０６≤Ｆｉｊ＜０８ 技术面临的危机程度对国家科技安全不构成重要影响，仅可能形成局部的损失。 蓝色预警

Ⅲ 危险　　 ０４≤Ｆｉｊ＜０６ 技术存在一定危机，对国家科技安全有所影响，但不构成致命性损失。 黄色预警

Ⅳ 中度危险 ０２≤Ｆｉｊ＜０４ “卡脖子”技术发生的可能性较大，并且可能对国家科技安全带来严重损失。 橙色预警

Ⅴ 高度危险 ０≤Ｆｉｊ＜０２
技术危机巨大，直接影响本国技术在国际上的生存与发展，发生危机事件已经

不可避免。
红色预警

３５　预警结果判断
为了理清科技安全预警的层级关系并准确测度有

效警度，本文结合我国国家安全预警评判标准并参考蔡

劲松等［１５］的做法，通过对监测的数据进行评估运算，得

到相应的安全程度的分值，随后判断输入主体的综合安

全得分阈值范围，找到对应５个等级的报警信号，在科
技安全警度阈值建立科技安全预警判断标准。本文在

以往研究基础上增加了危机等级、预警意义及警度信号

灯，以便更直观地表示预警程度，如表２所示。判断标
准由安全到危险划分了５个预警层次确定安全等级，计
算得到的预警值分别对应其中一个级别的安全预警状

况。综合预警值越高，说明科技安全状况越好；综合预

警值越低，说明科技安全状况越差。

４　实证结果
根据本文第３部分中构建的指标体系及计算方法，

得到２０１１—２０２２年１２年间各指标的量化结果（表３）。
随后，计算科技安全预警指数（表４）。
４１　目标层科技安全指数分析

２０１１—２０２２年我国集成电路制造业科技安全目标
层指数如表４所示。从表４可以看出，虽然在研究期内

我国集成电路制造业科技安全发展状况整体呈现上升

趋势，但大多数年份仍处于“危险”的科技安全预警区

间。其中２０１１—２０１６年间集成电路制造业科技安全预
警值呈现明显波动上升趋势，预警值处于０２～０６之
间（图 ３），大多数年份呈三级危险的黄色预警状态。
２０１７—２０２２年间综合指数波动逐渐趋于平稳，且２０２２
年的科技安全指数是研究期内的最高值，接近于基本安

全状态指数，这表明我国集成电路制造业科技安全未来

发展态势向好。集成电路制造业的科技安全整体发展

态势与其响应层指数发展趋势大致趋同，波动状态相

似。这表明响应层措施很大程度影响着我国科技安全

整体发展态势。可能的原因在于：（１）我国集成电路制
造业发展初期基础薄弱。集成电路制造业发展初期对

技术和产业的发展规律与认识不足，导致我国集成电路

制造业早期总体规模小、原始创新能力不足、技术水平

低，因此科技安全面临风险较高。如我国１９６５年就开
始研发接触式光刻机，因当时未引起足够重视而逐渐放

弃，致使光刻机如今成为我国的“卡脖子”技术。同时，

大多数企业技术布局摇摆，存有“造不如买”的危险滞

后观念。（２）后期国家重视程度提高，政策作用逐渐显
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现。产业科技安全的发展是一个系统的、动态的发展过

程。产业科技安全的生存环境、技术的创新研发和各项政

策的发布落实的支持作用都会经过时间周期得到显现。

随着我国集成电路制造业发展后期政策支持作用的显现。

受各类高技术产业支持政策的影响，我国集成电路产业开

始进入高速发展时期。我国集成电路制造业和高技术产

业政策正在出台匹配产业需求，但所处状态层的波动较大

表示配套的措施办法并不完善。如２０１１年《国务院关于
印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策

的通知（国发〔２０１１〕４号）》的出台和２０１４年《国家集成电
路产业发展推进纲要》等政策是推动产业科技安全最重要

的驱动力。（３）国际环境变化。美国早期对我国技术的
崛起表现出轻视态度，随着我国科技的发展，美国对其科

技霸主的地位感到危机，随后打着威胁国家安全的旗号开

始对我国开始技术制裁。自２０１６年开始，美国为遏制我
国技术追赶对我国的高技术产业的发展采取了打压和围

剿政策。近年来出口管制力度更是空前加大，严重威胁到

我国部分关键领域的发展，集成电路制造业尤为严峻。事

实证明，这种外部环境倒逼了我国相关核心产业的加速研

发试错和技术创新，但通过技术追赶实现弥补短板的目标

仍需要经历一定时间，因此，近年来我国的科技安全状态

虽有所提升，但仍处于“危险状态”。

表３　集成电路制造业各指标值
　　年份
指标　　

２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

Ｐ１ ０７７８４ ０４０６８ ００００１ ００７５４ ０３０８８ ０２９７９ ０５５６７ ０５２６９ ０８４６１ ０８４２３ ０８６９１ １０００１
Ｐ２ ０２１３８ ０５８９５ １０００１ ０９２４６ ０６９００ ０７０１５ ０４４１７ ０４７２４ ０１５２２ ０１５６８ ０１３０８ ００００１
Ｐ３ ０５１８０ ０７１１８ ０７３０３ ０５９４６ １０００１ ０９９０１ ０７７７０ ０８２３１ ０４５１２ ０１３１３ ００００１ ０２７４７
Ｐ４ ０９１４６ ０９７２４ １０００１ ０９８３９ ０９９８５ ０９９８５ ０９６９７ ０９７５６ ０８９１４ ０６５１７ ００００１ ０７９０１
Ｐ５ ０３０２１ ０１０１４ ００００１ ０３５９７ ０５１１４ ０５１３５ ０５４３８ ０２７９９ ０６６０６ ０７３１６ ０８８０８ １０００１
Ｐ６ ００００１ ０６００８ ００６５３ ００９２６ ０１５３４ ０２０７０ ０３０３１ ０４３５６ ０５９０２ １０００１ ０４６７８ ０５５３４
Ｐ７ １０００１ ０３３０５ ０４５９３ ０３３３２ ０３７２２ ０２３７０ ０２５０４ ００６５９ ００００１ ０１８９７ ０２９６４ ０５５１６
Ｓ１ ００００１ ００２１０ ００６４１ ０１０３１ ０１２８０ ０２０８３ ０２９４１ ０３９４２ ０４５１８ ０６５９２ １０００１ ０８７７５
Ｓ２ １０００１ ０８４０１ ０６４０１ ０６６５４ ０３６５４ ０７０２８ ０３７７４ ００００１ ０２２１４ ０３００１ ０６３８８ ０４９２１
Ｓ３ ００００１ ００５６８ ０２７３４ ０１６６１ ０２４７１ ０２４１０ ０３２８０ ０４００９ ０５４８７ ０６１１４ ０７４５０ １０００１
Ｓ４ ００００１ ００２０２ ００２８３ ００３６９ ００９８１ ００６４９ ０２９０３ ０４５１３ ０３２１４ ０２８９１ ０４３４１ １０００１
Ｓ５ ００００１ ０４１５２ ０４２９６ ０４４７７ ０４９７６ ０４４８８ ０４９４２ ０４９２８ ０５９３９ ０７２５３ ０７７８１ １０００１
Ｒ１ ０３００８ ０４３８３ ０５９８９ ０７５７１ １０００１ ０８４７７ ０７１１０ ０７４５６ ０５６８５ ０２４０６ ０１９０４ ００００１
Ｒ２ １０００１ ０７７３１ ０６９３８ ０５７０４ ０７６６７ ０４７９１ ０４１９８ ０４１６９ ０３０１８ ０２６２７ ００３８３ ００３１５
Ｒ３ ０２５０４ １０００１ ０６６０６ ００００１ ０４２７０ ００８８９ ０１８６２ ００１９８ ０４９６０ ０２６２５ ０８９１７ ０４４３８
Ｒ４ ００００１ ０５０７１ １０００１ ００５３０ ０４３８１ ０２３４７ ０４１５５ ０３６３５ ０４５３９ ０３１６５ ０３８３８ ０４７０７
Ｒ５ ００００１ ０７３１３ ０９１５３ ０３８８７ ０６８２７ ０４２００ ０４９２５ ０５４２６ ０３８８０ ０７２５１ １０００１ ０８０２９
Ｒ６ ０１３６２ ０１２５３ ０８３８３ ０２２２５ ０９９８６ ０２４１２ ０４５１６ １０００１ ００２９２ ０６３９６ ０５４７６ ０８０１３
Ｒ７ ０３２１１ ０２３１３ ０１６４３ ０２２６５ ００８８４ ００００１ ０５０６３ ０２３４５ １０００１ ００７４１ ００１３５ ０２０４４

表４　２０１１—２０２２年集成电路制造业科技安全预警结果
　　年份
指标　　

２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２

压力层　 ０１４５６ ０１５１７ ０１２７７ ０１３１６ ０１５６１ ０１５２２ ０１４８７ ０１３８４ ０１４１３ ０１６２９ ０１２５２ ０１７１７
指标层　 ００３３５ ００４６０ ００５６５ ００５６１ ００６０６ ００７３７ ０１００６ ０１１８１ ０１２７５ ０１５１５ ０２１７０ ０２４２６
响应层　 ０１１２６ ０１９２０ ０２４２７ ０１０３１ ０２１８８ ００９８５ ０１６７０ ０１７１２ ０１８９７ ０１２４９ ０１４４５ ０１５２２
综合指数 ０２９１０ ０３８９７ ０４２６９ ０２９０８ ０４３５５ ０３２４４ ０４１６３ ０４２７７ ０４５８４ ０４３９４ ０４８６７ ０５６６５
安全等级 ⅣＩＶ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ

４２　准则层科技安全指数分析
２０１１—２０２２年我国集成电路制造业准则层科技安

全指数变化趋势如图３所示。状态指数和压力指数从
２０１１年起基本呈上升趋势，且状态层指数从２０２０年起
上升幅度相对较大，响应指数与综合指数变化趋势相

似，基本呈现响应指数＞压力指数＞状态指数的趋势。
４２１　压力层分析

２０１１—２０２２年，我国集成电路制造业科技安全预警
中的压力指数整体呈现上升趋势，斜率相对较缓。

２０１８—２０１９压力层出现下降，原因在于美国制裁中兴等
科技型企业，对我国集成电路制造领域带来了沉重的打

击和技术压力，２０１９—２０２０年间，压力层指数出现回升，

体现出我国不仅加强了集成电路产业的科技创新，并且

通过贸易谈判、对等制裁等措施回击美国。２０２０—２０２１
年，因美国进一步加大对华制裁力度，造成压力指数下

降。说明研发投入强度是压力指数的重要缓解因素，

影响着技术压力指数的整体走势，对技术整体安全发

展起着关键性作用。研究期内的技术依存度指数逐渐

下降，尤其是２０１９年美国开始对我国的芯片加大制裁
力度以来，技术依存度呈现出更明显的下降，说明美国

的技术管制措施使我国集成电路科技企业开始从被动

接受到主动应对的转变，技术创新的步伐快速提速加

速。应注意的是虽然我国近几年在集成电路制造领域

取得了较大的成绩，但对国外技术仍存在较大程度的
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依赖，例如，目前荷兰 ＡＳＭＬ公司的 ＥＵＶ光刻机占据
了全球市场超过 ８５％的份额，在中国市场更是占了
９０％的份额［３３］，早期对技术的“造不如买”的错误观念

使我国缺少对前沿技术风险的预判，错失技术赶超的

良好机遇，当危机发生时才拉起警报，已经造成了难以

挽回的损失。

图
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年集成电路制造业科技安全预警值变化趋势

移动平均趋势线综合指数响应层状态层压力层
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４２２　状态层分析
２０１１—２０２２年，我国集成电路制造业科技安全预警

中的状态指数整体呈现持续上升趋势。一些年份状态

指数较低的主要原因在于技术产出量、研发机构数、新

产品出口额等增长缓慢，暴露出当时我国对集成电路制

造业的重视程度不足，对外技术依赖严重。在受到美国

技术制裁的冲击后，我国不断加强自主研发，设立了大

量新型研发机构和重大平台，持续促进科技成果转化，

使技术产出量和新产品出口额等显著增加。

４２３　响应层分析
２０１１—２０２２年，我国集成电路制造业科技安全预警

中的响应指数平均高于压力与状态指数，呈现波动增长

趋势，反映了我国具有一定感知科技安全风险的能力，

对于来自压力和状态的反馈能在一定程度上做出积极

调整。且响应层指数变化趋势走向与综合安全指数变

化态势趋于一致，说明响应措施在我国集成电路制造业

科技安全中起决定性作用。压力层影响到响应层，压力

层指数的变化导致了响应层指数的波动反应。主要体

现在人力响应、政策响应和学术响应上。科技研发人员

的显著增长反映出我国认识到科技人才是发展高技术产

业的核心要素和提升产业竞争力的根本，而高技术产业的

发展又进一步对科技人才形成吸引力，两者形成良好互促

关系。科技政策是推动技术创新的风向标，政策响应中相

关政策强度反映出政府对科技安全的重视程度不断提高。

学术界对集成电路制造业的高度关注有利于科技创新，促

进了从“技术概念”到“技术落地”的成果转化。

总的来说，虽然响应层指数高于状态层和压力层指

数，响应较为积极，体现出我国对科技安全风险有一定

感知能力，但由于真正的科技安全预警机制尚未建立，

科技安全状态仍面临被动接受风险的危险，导致科技安

全遭受威胁。如果建立科技安全预警机制，实现科技安

全预警的常态化，就可以提前进行规划部署，实现从被

动承受风险到主动防范风险的转变，最大程度上维护国

家科技安全。

５　结论与政策建议
５１　研究结论

第一，集成电路产业科技安全状况正在快速改善，

但面临的技术落差不容忽视。２０１１—２０２２年，我国集成
电路制造业科技安全状况在研究期内逐步改善。综合

安全指数虽有上升，但多数年份仍处于“危险状态”下的

“黄色预警”。造成这种现象的原因在于，我国集成电路

制造业发展初期技术危机意识淡薄，技术危机感应较为迟

钝，发展后期经历技术封锁后，技术危机意识不断增强，开

始进行技术追赶，但发展进程仍受到技术落差的制约。

第二，响应层措施对科技安全综合指数影响力较

大，集成电路产业的相关政策需逐渐从被动响应转变为

主动应对。我国集成电路制造业整体综合指数与响应

层指数走势趋于一致，响应层指数平均高于压力与状态

指数，且响应层指数波动最大，说明响应层对我国科技

安全综合指数影响力较大，同时也反映出我国当前的政

策有效匹配了产业的发展需求。状态层指数波动较大，

预示着之前相关的措施主要侧重于被动响应，缺乏主动

应对的科技安全风险预警机制。

５２　政策启示
（１）理清科技安全风险预警机制逻辑，构建国家科

技安全预警决策支持系统

为了保障国家科技安全，需要理清科技安全风险预

警机制的运行逻辑，构建国家科技安全预警支持系统。

第一，国家重大基础研究项目应支持开展科技安全风险

评估的基础理论研究，鼓励学术界开展基于论文、研究

报告、专利等数据的科技安全预警方法研究。第二，建

设科技安全情报数据库，收集有关科技安全的全球关键

产业的基础数据。第三，开发国家科技安全风险预警监

测的技术，基于人工智能和大数据等现代技术，开发动
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态可视化国家科技安全评估、分析和预警分析系统，为

国家科技安全提供全面的技术支持。

（２）科技安全预警应与具体产业结合，不断增强科
技安全预警意识与能力

科技安全预警不仅要从宏观视角出发，更要结合具

体产业开展风险评估。因此，需分领域对具体专门技术

的国内外情报数据进行收集处理，经过评估后形成相关

政策，并对重点领域的企业做好预警分析和引导。目前

我国科技安全预警意识欠缺，能力不足，容易产生科技

安全风险，为提高风险应对能力，首先，应长期开展科技

安全警示教育，通过关键典型案例的剖析，培养和增强

政府工作人员、科研人员以及企业家的科技安全意识；

其次，培养善于科技安全评估的人才，围绕国家科技战

略，开展科技安全和预警工作，做到早预警、早防范、降

损失，不断降低科技安全风险。

（３）建立国家科技安全预警机制，推进科技安全预
警工作常态化

目前，我国科技安全预警机制尚未建立，风险监测

常态化难以保证。相关的部门如科技部、工信部、教育

部、中国科协等，应联合制定保障国家科技安全的政策、

设计科技安全风险预警机制，组织力量开展技术预见和

科技安全风险预警工作，监测主要国家的关键技术研发

水平，提前发现差距较大的技术和未来前沿技术，有效

化解科技竞争风险。
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